






































































電 解 液 1N-H2SO4+As20,(0.25g/I)(30mi)







金線 / ヒ土 i
試準1規
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図 3 2Nおよび 4N試料 (As-received)か らの
水素のTDS曲線
電気化学的な手法による純アル ミニウム-の水素導入 とその熱放出 53
4N試料は350-400oCに放出速度のピークが認められる｡両試料からの水素の総放出量は
バ ックグラウンド分 (図中に破線で近似的に示す)を除去した面積で評価されるが,本図






























1st-runと2nd-runに水 素 放 出
量の差が認められたが,1st-run
における放出量は2N試料のそれ
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図 8 水素放出の繰り返し結果 (4N試料)
除去 と放出実験を繰 り返すことによ
り増加する傾向が認められる｡また,200oC付近の放出ピークもより顕著 になる｡このこと








料(4N)に比 して約 6倍 もの水素を固溶 していた｡また,そのTDS曲線から放出挙動に
は大きな差異が認められた｡









告されている値 (融点直下で 1ppm程度3) に比して非常に大きい値であった｡これは電
解水素チャージ法 (表面近傍の水素イオン濃度は高温度で数千気圧の気体濃度に相当する
と言われている4)によるためなのか,あるいは水素チャージ前に導入した格子欠陥や試料
の純度に起因した結果なのか,現時点では明らかではない｡今後検討する必要がある｡
また,ナイフによる表面除去操作と水素のTDS曲線における200oC付近の放出ピーク速
度の顕在化の関係についても検討課題 としたい｡
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